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(57) Изобретение относится к области спектроскопии диффузного отражения с пространственным разрешением
и может использоваться в устройствах неразрушающего контроля оптических характеристик рассеивающих
мелкодисперсных материалов и сред. Задачей изобретения является повышение точности способа
определения спектральных показателей приведенного рассеяния μ's(λ) и поглощения μа(λ) мелкодисперсных
материалов и устройства для его осуществления. Сущность изобретения заключается в том, что при
определении μ's(λ) и μa(λ) мелкодисперсных материалов широкополосное световое излучение вводят в малый
участок поверхности образца материала, регистрируют нормированный спектрально-пространственный
профиль интенсивности диффузно отраженного излучения Inm(λi, ρk), где ρk набор используемых расстояний
между точкой ввода излучения и регистрации, и решают систему нелинейных уравнений путем
минимизации функции невязки, в состав которой входят варьируемый теоретически рассчитываемый
на основе диффузионного приближения нормированный спектрально-пространственный профиль Inv(λi,
ρk), деленный на эмпирическую корректирующую функцию, а также варьируемые зависимости μ*a(λi,
ρk), которые рассчитывают путем интерполяции на неравномерной сетке отсчетов семейства заранее
рассчитанных с помощью диффузионного приближения поверхностей Inr(μ'*s, μ*a, ρk), что обеспечивает
устойчивость определения искомых спектральных зависимостей μ'*s(λi) и μ*а(λi) при варьировании в процессе
минимизации функции невязки всего тремя параметрами. Техническая реализация заявляемого способа
осуществляется при помощи устройства, содержащего широкополосный источник светового излучения,
вводимого в исследуемый материал, объектив, щель, фокусирующую дифракционную решетку с плоским
полем формируемого изображения и коррекцией аберраций, матрицу фотоприемников с блоком цифровой
регистрации изображения, управляющий компьютер, совокупность которых обеспечивает регистрацию
спектрально-пространственного профиля отраженного излучения I(λi, ρk).






























































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings
	Search Report

